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における MAR の可能性の検討のために、MAR の原子分子過程の統一的な理解が必要である。 










  GAMMA 10/PDX の西エンド領域に設置されているダイバータ模擬実験モジュール(D-module)に
は、プラズマ対向材料として V 字ターゲットが設置されており、端損失プラズマを照射すること
ができる。本研究では、V 字ターゲットの表面温度を室温(~300 K)から 573 K まで制御し、
GAMMA 10/PDX の端損失プラズマの照射実験を行った。ターゲット温度を室温から 573 K まで上




た。ターゲット温度が室温から 573 K まで変化しても振動励起温度はほとんど変化せず、約 3300 
K であった。ターゲット温度を室温から 573 K まで上昇させると、Fulcher- band Q1-branch の発
光強度(IQ1)は 2 倍程度上昇した。IQ1は電子温度と水素分子振動温度が一定である場合は水素分子
密度に比例するため、水素分子密度がターゲット温度とともに増加することが分かった。ターゲ














ガス圧力が 12 Pa 以上で、高励起原子からの発光が急激に増加し、nH(n=4)よりも nH(n=5)が大きい
反転分布が形成されることが分かった。 
  中性ガス圧力と水素分子の振動励起温度から推定した振動励起分子の占有密度 nH2(v)は、非接触
プラズマが生成されると 2 桁ほど増加することがわかった。nH2(v)の増加は H3+ + e → H2(v) + H (DR3
反応)により作られる振動励起分子に起因すると考えられる。IHαの増加は nH2(v)の増加により H2(v) 
+ e → H- + H (DA 反応)が増加し、それに続く H- + H+ → H + H(n=2, 3) (MN 反応)の増加に起因する
ことがわかった。また、IHαの減少は電子温度の低下に伴う DR3 反応の分岐比の変化(H3+ + e → 3H)
による nH2(v)の減少に起因すると考えられる。本研究では電子密度が低く三体再結合による高励起
原子の生成は考えにくいため、水素分子イオン(H2+)と負イオンの相互中性反応 H2+ + H- → H2 + H(n
≧2) (MN2反応)による H(n=4-6)の生成が一因となっていると考えられる。また、12Pa 以上では nH2(v)
が減少するため、DA 反応による水素負イオンの生成は減少するはずである。したがって、MN2 反
応に寄与する水素負イオンは Resonant ionization process によって作られることが明らかとなった。 
  密度変調に対する MAR による非接触プラズマの応答を明らかにするため、D-module で非接触プ
ラズマを生成し、GAMMA 10/PDX のメインプラズマに 70kW の ECH 追加印加を行った。非接触プ
ラズマ生成時、V 字ターゲットのコーナー付近において H線強度に対する H線強度の比(IHα/IH)
が ECH 印加により増加した。これから、ECH 印加時は MAR の発生量が V 字ターゲットのコーナ
ー付近で増加することがわかった。また、V 字ターゲットのコーナー付近での IHαの ECH 印加によ








ングステンターゲットへの GAMMA 10/PDX 端損失プラズマを照射する実験を行い、ターゲット板
の温度上昇に伴い水素リサイクリングが促進されることが示された。ターゲット板に照射される粒











反応に寄与する負イオンは Resonant ionization process により作られることが明らかになった。
GAMMA 10 メインプラズマへの ECH 追加印加により、再結合プラズマに流入する粒子束の増加に
起因して V 字ターゲット表面近傍で水素分子密度が増加し MARの発生量が増加することが明らか
となった。 
